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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年2月26日(2010.2.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
　このように、実施例１～５のＣＭＰ用スラリーは、比較例１～４のＣＭＰ用スラリーに
対し、ファングの抑制効果およびスクラッチ数の低減効果に優れ、かつＳｉＯ２膜（第２
の絶縁膜）の研磨速度の向上効果、すなわちＳｉＯ２膜を確実に削りきり、ＳｉＯＣ膜（
第１の絶縁膜）を露出させる能力が高まっている。これは重量平均分子量が１００万以上
１０００万以下のポリアクリル酸（水溶性高分子）と、β－シクロデキストリンとを同時
に用いることによって初めて得られる相乗的効果である。
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